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(57)【要約】
【課題】色フィルターを具備する有機ＥＬディスプレイ
の作製においても、外部環境からの水分等の侵入を長期
にわたって防ぐことの可能なトップエミッション型有機
ＥＬディスプレイ及びその製造法を提供すること。
【解決手段】複数の有機EL素子が形成された有機EL素子
基板と、色フィルター層、ブラックマトリスク層を有す
る色フィルター基板とを光硬化型シール剤を介して貼り
合わせ、（ａ）有機ＥＬ素子基板の外周部に相当する色
フィルター基板上のブラックマトリスク層領域内に導光
部を形成することと、（ｂ）該導光部の位置に相当する
有機ＥＬ素子基板と色フィルター基板の間に、少なくと
も光散乱部材を有することを特徴とするトップエミッシ
ョン型有機ELディスプレイ及びその製造方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の有機EL素子が形成された有機EL素子基板と、色フィルタ層、ブラックマトリクス
層を有する色フィルタ基板とを光硬化型シール剤を介して貼り合わせ、前記光硬化型シー
ル剤に対して、少なくとも前記色フィルタ基板側から光を照射することにより、前記光硬
化型シール剤を硬化させることで形成されるトップエミッション型有機ELディスプレイの
製造方法であって、
（ａ）有機ＥＬ素子基板の外周部に相当する色フィルタ基板上のブラックマトリクス層領
域内に導光部を形成する工程と、
（ｂ）該導光部の位置に相当する有機ＥＬ素子基板と色フィルタ基板の間に、少なくとも
光散乱部材を形成する工程を特徴とするトップエミッション型有機ELディスプレイの製造
方法。
【請求項２】
　前記光散乱部材は少なくとも光散乱粒子を含有することを特徴とする請求項１に記載の
トップエミッション型有機ELディスプレイの製造方法。
【請求項３】
　前記有機EL素子基板は、保護膜を有することを特徴とする請求項１及び２のいずれかに
記載のトップエミッション型有機ELディスプレイの製造方法。
【請求項４】
　複数の有機EL素子が形成された有機EL素子基板と、色フィルタ層、ブラックマトリクス
層を有する色フィルタ基板とを光硬化型シール剤を介して貼り合わせ、前記光硬化型シー
ル剤に対して、少なくとも前記色フィルタ基板側から光を照射することにより、前記光硬
化型シール剤を硬化させることで形成されるトップエミッション型有機ELディスプレイで
あって、前記色フィルタ基板上の最外周部のブラックマトリクス層領域内に導光部を有し
、該導光部と有機ＥＬ素子基板との間に、少なくとも光散乱部材を有することを特徴とす
るトップエミッション型有機ELディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トップエミッション型有機ＥＬディスプレイおよびその製造方法に関する。
より詳細には、色フィルタを具備する有機ＥＬディスプレイの作製において、外部環境か
らの水分等の侵入を長期にわたって防ぐことの可能なトップエミッション型有機ＥＬディ
スプレイおよびその製造方法とそれに用いる色フィルタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報機器の多様化に伴い、一般に使用されているＣＲＴ（陰極線管）に比べて消
費電力が少ない平面表示素子に対するニーズが高まってきている。このような平面表示素
子の一つとして、高効率・薄型・軽量・低視野角依存性等の特徴を有する有機エレクトロ
ルミネッセンス（以下、有機ＥＬと略す）素子が注目され、この有機ＥＬ素子を用いたデ
ィスプレイの開発が進められている。
【０００３】
　有機ＥＬ素子の中でも、発光層として有機材料を用いた有機ＥＬ素子は、発光材料であ
る蛍光物質を選択することにより発光色を変化させることができ、マルチカラー、フルカ
ラー等の表示装置への応用に対する期待が高まっている。また、有機ＥＬ素子は低電圧で
面発光できるため、液晶表示装置等のバックライトとして利用することも可能である。
【０００４】
　上記の有機ＥＬ素子は、現在のところ、デジタルカメラや携帯電話等の小型ディスプレ
イへの応用が進んでいる段階である。
【０００５】
　有機ＥＬ素子は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を設けた基板上に、第一電極、ホール注
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入層、ホール輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層などの有機層と第二電極が順に積
層されたものが知られている。発光層で発光した光は、ＴＦＴ基板側から取出される場合
と第２電極側から取出される場合がある。後者の場合、ＴＦＴ基板上の配線に関係なく光
が取出すことができるので、開口率を上げることが可能である。また、さらに開口率を上
げる為に、画素サイズを大きくとると、フルカラーの有機ＥＬ表示装置を作成する時、Ｒ
ＧＢの塗り分け方式では、蒸着マスクの精度に限界があり困難である。そこで、塗り分け
マスクを用いないで単色発光層を作製し、カラーフィルタまたは色変換層（Ｃｏｌｏｒ　
ｃｈａｎｇｉｎｇ　ｍｅｄｉａｍｓ；ＣＣＭ）を用いてＲＧＢの発光色に変換する手法が
有望である。
【０００６】
　特許文献１では、基板上に蛍光物質を含む蛍光変換層及び／又はカラーフィルタ層と有
機層とバリア層と有機ＥＬ構造体とを順次有し、有機層が熱硬化樹脂または紫外線硬化樹
脂であることを特徴とした素子構造が提案されている。しかし、このような構造では熱硬
化樹脂を使用した場合、有機ＥＬ基板と基板上に形成したカラーフィルタもしくは蛍光変
換層との位置合せが困難となる。なぜなら、熱硬化時に、熱硬化樹脂の粘度が低下するた
め、基板同士が動きやすくなるからである。また、紫外線硬化樹脂を使用した場合におい
ても、カラーフィルタを通して紫外線を照射して硬化させるが、カラーフィルタの透過率
が紫外線の波長３６５ｎｍ域においてはほぼゼロに近い為に、紫外線硬化樹脂を硬化せせ
ることは困難であった。
【０００７】
　上記問題を解決する為に、特許文献２では、カラーフィルタ層または色変換層の画素と
画素の間の境界領域に設けられるブラックマトリクス層に紫外線を導入するための開口部
（導光部）を設ける構造を提案している。しかし、色フィルタ層の外周にあるブラックマ
トリクス層では配線・端子部の写り込みやコントラスト低下のおそれがあるので、導光部
を充分な広さで形成することが出来ない。また、導光部を形成していない外周のブラック
マトリクス層直下のシール剤は硬化されていないので、外部から透湿しやすくなり、早期
に有機ＥＬ素子が劣化してしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１１－２６０５６２
【特許文献２】特開２００７－１０３０２７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上記問題を鑑みてなされたもので、色フィルタを具備する有機ＥＬディスプ
レイの作製において、外部環境からの水分等の侵入を長期にわたって防ぐことの可能なト
ップエミッション型有機ＥＬディスプレイを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の請求項１に係る発明は、複数の有機EL素子が形成された有機EL素子基板と、色
フィルタ層、ブラックマトリクス層を有する色フィルタ基板とを光硬化型シール剤を介し
て貼り合わせ、前記光硬化型シール剤に対して、少なくとも前記色フィルタ基板側から光
を照射することにより、前記光硬化型シール剤を硬化させることで形成されるトップエミ
ッション型有機ELディスプレイであって、
（ａ）有機ＥＬ素子基板の外周部に相当する色フィルタ基板上のブラックマトリクス層領
域内に導光部を形成することと、
（ｂ）該導光部の位置に相当する有機ＥＬ素子基板と色フィルタ基板の間に、少なくとも
光散乱部材を有することを特徴とするトップエミッション型有機ELディスプレイの製造方
法としたものである。
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【００１１】
　本発明の請求項２に係る発明は、前記光散乱部材は少なくとも光散乱粒子を含有するこ
とを特徴とする請求項１に記載のトップエミッション型有機ELディスプレイの製造方法と
したものである。
【００１２】
　本発明の請求項３に係る発明は、前記有機EL素子基板は、保護膜を有することを特徴と
する請求項１及び２のいずれかに記載のトップエミッション型有機ELディスプレイの製造
方法としたものである。
【００１３】
　本発明の請求項４に係る発明は、請求項１～３のいずれかに記載の製造方法を用いて製
造されたことを特徴とする有機ELディスプレイとしたものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、有機ＥＬ素子基板の外周部に相当する色フィルタ基板上のブラックマ
トリクス層領域内に光を導入するための複数の導光部を設け、かつ導光部の位置に相当す
る有機ＥＬ素子基板と色フィルタ基板の間に光散乱部材を設けることで導光部を入射した
光は拡散し、ブラックマトリクス直下の光硬化型シール剤も硬化させることが出来る。し
たがって、外部からの透湿を抑制することが出来、封止寿命を延ばすことができる。
【００１５】
　なお、さらに封止性能を向上させるために、色フィルタ基板にガスバリア層を設けるこ
とや、有機ＥＬ素子を覆うようにガスバリア性を有する保護膜を設けることにより、長寿
命なトップエミッション型有機ＥＬディスプレイを作製することが出来る。
【００１６】
　よって、本発明によれば、色フィルタを具備した有機ＥＬディスプレイにおいて外部環
境からの水分等の侵入を長期にわたって防ぐことが可能であり、ダークスポットの割合が
低く、素子劣化を生じさせず、封止性能の良好なトップエミッション型有機ＥＬディスプ
レイを提供することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係るトップエミッション型有機ＥＬディスプレイの色フィ
ルタ基板を示す断面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るトップエミッション型有機ＥＬディスプレイの色フィ
ルタ基板を示す断面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るトップエミッション型有機ＥＬディスプレイの有機Ｅ
Ｌ素子基板を示す断面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るトップエミッション型有機ＥＬディスプレイを示す断
面図である。
【図５】本発明の一実施形態に係るトップエミッション型有機ＥＬディスプレイを示す断
面図である。
【図６】従来技術によるトップエミッション型有機ＥＬディスプレイの一実施形態を示す
断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明に係る実施の形態について図面を参照して説明する。なお、以下の実施の
形態の説明において参照する図面は、本発明の構成を説明するためのものであり、図示さ
れる各部の大きさや厚さ、寸法等は、実際のものとは異なる。また、本発明はこれらに限
定されるものではない。
【００１９】
　本発明の有機ＥＬディスプレイを、図１乃至図５を参照して説明する。
【００２０】
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　図１は、本発明の一実施形態に係る色フィルタ基板の断面図であり、色フィルタ基板は
、図１に示したように、透明基板１１、色フィルタ層１２、ブラックマトリクス１３、導
光部１４、平坦化膜層１５及びガスバリア層１６を含む。
【００２１】
　図２は、本発明の一実施形態に係る色フィルタ基板の断面図であり、色フィルタ基板は
、図１に示したように、透明基板１１、色フィルタ層１２、ブラックマトリクス１３、導
光部１４、平坦化膜層１５及びガスバリア層１６、光散乱部材２１を有する隔壁１７を含
む。
【００２２】
　図３は、本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ素子基板の断面図であり、有機ＥＬ素子基
板は、図３に示したように、基板１、ＴＦＴ２、平坦化膜３、第一電極４、有機ＥＬ層５
、第二電極６、及び保護膜７を含む。
【００２３】
　図４は、本発明の一実施形態に係る有機ＥＬディスプレイの断面図であり、図４に示し
たように、有機ＥＬディスプレイは、図１に示された色フィルタ基板と、図３に示された
有機ＥＬ素子基板とを、光散乱部材２１を有するシール剤２２を介して貼り合せることに
より形成される。
【００２４】
　図５は、本発明の一実施形態に係る有機ＥＬディスプレイの断面図であり、図５に示し
たように、有機ＥＬディスプレイは、図２に示された色フィルタ基板と、図３に示された
有機ＥＬ素子基板とを、シール剤２２を介して貼り合せることにより形成される。
【００２５】
　以下、有機ＥＬ素子基板を構成する各部の材料について説明する。
【００２６】
　（１）基板１
基板１として、ガラスやプラスチックなどからなる絶縁性基板、または、半導電性や導電
性基板に絶縁性の薄膜を形成した基板を用いることができる。
【００２７】
　（２）ＴＦＴ２
ＴＦＴ２は、基板１上にマトリックス状に配置され、各画素に対応した陽極にソース電極
が接続される。好ましくは、ＴＦＴ２は、ゲート電極をゲート絶縁膜の下に設けたボトム
ゲートタイプで、能動層として多結晶シリコン膜を用いた構造である。ＴＦＴ２のドレイ
ン電極およびゲート電極に対する配線部、並びにＴＦＴ自身の構造は、所望される耐圧性
、オフ電流特性、オン電流特性を達成するように、当該技術において知られている方法に
より作製することができる。また、トップエミッション方式を用いる本発明の有機ＥＬデ
ィスプレイにおいてはＴＦＴ部を光が通過しないので、開口率を増加させるためにＴＦＴ
を小さくする必要がなく、ＴＦＴ設計の自由度が高く、上記の特性を達成するために有利
である。
【００２８】
　（３）平坦化絶縁膜３
平坦化絶縁膜３が、ＴＦＴ２の上部に形成される。平坦化絶縁膜３は、ＴＦＴ２のソース
電極またはドレイン電極と第１電極４との接続およびその他の回路の接続に必要な部分以
外に設けられ、基板表面を平坦化して引き続く層の高精細なパターン形成を容易にする。
平坦化絶縁膜３は、当該技術に知られている任意の材料により形成することができる。好
ましくは、ポリイミドまたはアクリル樹脂から形成される。
【００２９】
　（４）第１電極４
第１電極４は、ＴＦＴ２それぞれに対応して、平坦化絶縁膜３上に形成され、ＴＦＴ２の
ソース電極またはドレイン電極と接続される。ソース電極と接続される場合は陽極として
機能し、ドレイン電極と接続される場合は陰極として機能する。



(6) JP 2012-69256 A 2012.4.5

10

20

30

40

50

【００３０】
　ＴＦＴ２と第１電極４とは、平坦化絶縁膜内に設けられたコンタクトホールに充填され
た導電性プラグによって接続される。導電性プラグは、第１電極４と一体に形成されても
よいし、あるいは金、銀、銅、アルミニウム、モリブデン、タングステンなどの低抵抗の
金属類を用いて形成されてもよい。
【００３１】
　第１電極４を陽極として用いる場合、正孔の注入を効率よく行うために、仕事関数が大
きい材料が用いられる。特に通常の有機ＥＬ素子では、陽極を通して光が放出されるため
に陽極が透明であることが要求され、ＩＴＯ等の導電性金属酸化物が用いられる。本発明
のトップエミッション方式では透明であることは必要ではないが、ＩＴＯ、ＩＺＯなどの
導電性金属酸化物を用いて第１電極４を形成することができる。さらに、ＩＴＯなどの導
電性金属酸化物を用いる場合、その下に反射率の高いメタル電極（Ａｌ，Ａｇ，Ｍｏ，Ｗ
など）を用いることが好ましい。このメタル電極は、導電性金属酸化物より抵抗率が低い
ので補助電極として機能すると同時に、有機ＥＬ層５にて発光される光を色フィルタ層１
２側に反射して光の有効利用を図ることが可能となる。
【００３２】
　第１電極４を陰極として用いる場合、仕事関数が小さい材料であるリチウム、ナトリウ
ム等のアルカリ金属、カリウム、カルシウム、マグネシウム、ストロンチウムなどのアル
カリ土類金属、またはこれらのフッ化物等からなる電子注入性の金属、その他の金属との
合金や化合物を用いられる。前述と同様に、その下に反射率の高いメタル電極（Ａｌ，Ａ
ｇ，Ｍｏ，Ｗなど）を用いてもよく、その場合には低抵抗化および反射による有機ＥＬ層
５の発光の有効利用を図ることができる。
【００３３】
　（５）有機ＥＬ層５
本発明における有機ＥＬ層５としては、発光物質を含む単層膜、あるいは多層膜で形成す
ることができる。多層膜で形成する場合の構成例としては、正孔輸送層、電子輸送性発光
層または正孔輸送性発光層、電子輸送層からなる２層構成や正孔輸送層、発光層、電子輸
送層からなる３層構成、さらには、必要に応じて正孔（電子）注入機能と正孔（電子）輸
送機能を分けたり、正孔（電子）の輸送をプロックする層などを挿入することにより、さ
らに多層形成することがより好ましい。
【００３４】
　正孔注入層の例としては、銅フタロシアニン、テトラ（ｔ－ブチル）銅フタロシアニン
等の金属フタロシアニン類及び無金属フタロシアニン類、キナクリドン化合物、１，１－
ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）シクロヘキサン、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ
，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－１，１’－ビフェニル－４，４’－ジアミン、Ｎ
，Ｎ’－ジ（１－ナフチル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－１，１’－ビフェニル－４，４’
－ジアミン等の芳香族アミン系材料や、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリビニルカル
バゾール、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）とポリスチレンスルホン酸との
混合物などの高分子正孔輸送材料、ポリチオフェンオリゴマー材料、その他既存の正孔輸
送材料の中から選ぶことができる。
【００３５】
　発光材料としては、９，１０－ジアリールアントラセン誘導体、ピレン、コロネン、ペ
リレン、ルブレン、１，１，４，４－テトラフェニルブタジエン、トリス（８－キノリノ
ラート）アルミニウム錯体、トリス（４－メチル－８－キノリノラート）アルミニウム錯
体、ビス（８－キノリノラート）亜鉛錯体、トリス（４－メチル－５－トリフルオロメチ
ル－８－キノリノラート）アルミニウム錯体、トリス（４－メチル－５－シアノ－８－キ
ノリノラート）アルミニウム錯体、ビス（２－メチル－５－トリフルオロメチル－８－キ
ノリノラート）［４－（４－シアノフェニル）フェノラート］アルミニウム錯体、ビス（
２－メチル－５－シアノ－８－キノリノラート）［４－（４－シアノフェニル）フェノラ
ート］アルミニウム錯体、トリス（８－キノリノラート）スカンジウム錯体、ビス〔８－
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（パラ－トシル）アミノキノリン〕亜鉛錯体及びカドミウム錯体、１，２，３，４－テト
ラフェニルシクロペンタジエン、ペンタフェニルシクロペンタジエン、ポリ－２，５－ジ
ヘプチルオキシ－パラ－フェニレンビニレン、クマリン系蛍光体、ペリレン系蛍光体、ピ
ラン系蛍光体、アンスロン系蛍光体、ポルフィリン系蛍光体、キナクリドン系蛍光体、Ｎ
，Ｎ’－ジアルキル置換キナクリドン系蛍光体、ナフタルイミド系蛍光体、Ｎ，Ｎ’－ジ
アリール置換ピロロピロール系蛍光体等、Ｉｒ錯体等の燐光性発光体などの低分子系発光
材料や、ポリフルオレン、ポリパラフェニレンビニレン、ポリチオフェン、ポリスピロな
どの高分子材料や、これら高分子材料に前記低分子材料の分散または共重合した材料や、
その他既存の発光材料を用いることができる。
【００３６】
　電子輸送材料の例としては、２－（４－ビフィニルイル）－５－（４－ｔ－ブチルフェ
ニル）－１，３，４－オキサジアゾール、２，５－ビス（１－ナフチル）－１，３，４－
オキサジアゾール、オキサジアゾール誘導体やビス（１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］キノ
リノラート）ベリリウム錯体、トリアゾール化合物等を用いることができる。
【００３７】
　電子注入層としてはアルミニウムのキノリノール錯体などを用いることができる。さら
に、アルカリ金属、アルカリ土類金属またはそれらを含む合金、アルカリ金属フッ化物な
どを、電子注入層として用いてもよい。
【００３８】
　有機ＥＬ層５の膜厚は、単層または積層により形成する場合においても１０００ｎｍ以
下であり、好ましくは５０～１５０ｎｍである。特に、高分子ＥＬ素子の正孔輸送材料は
、基材や陽極層の表面突起を覆う効果が大きく、５０～１００ｎｍ程度厚い膜を成膜する
ことがより好ましい。
【００３９】
　有機ＥＬ層５の形成方法としては、材料に応じて、真空蒸着法や、スピンコート、スプ
レーコート、フレキソ、グラビア、マイクログラビア、凹版オフセットなどのコーティン
グ法、印刷法やインクジェット法などを用いることができる。高分子発光媒体層を溶液化
する際には、形成方法に応じて、溶剤の蒸気圧、固形分比、粘度などを制御することが好
ましい。溶剤としては、水、キシレン、アニソール、シクロヘキサノン、メシチレン、テ
トラリン、シクロヘキシルベンゼン、安息香酸メチル、安息香酸エチル、トルエン、エタ
ノール、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、メタノール、イソプ
ロピルアルコール、酢酸エチル、酢酸ブチルなどの単独溶媒でも、混合溶媒でも良い。ま
た、塗工性向上のために、必要に応じて界面活性剤、酸化防止剤、粘度調整剤、紫外線吸
収剤などの添加剤を適量混合することがより好ましい。塗布液の乾燥方法としては、ＥＬ
特性に支障のない程度に溶剤を取り除ければ良く、加熱しても、減圧しても、加熱減圧し
ても良い。
【００４０】
　（６）第２電極６
第２電極６は、有機ＥＬ層５に対して効率よく電子または正孔を注入することとともに、
有機ＥＬ層５の発光波長域において透明であることが求められる。第２電極６は、波長４
００～８００ｎｍの光に対して５０％以上の透過率を有することが好ましい。
【００４１】
　第２電極６を陰極として用いる場合、その材料は、電子を効率よく注入するために仕事
関数が小さいことが求められる。さらに、有機ＥＬ層の発する光の波長域において透明で
あることが必要とされる。これら２つの特性を両立するために、本発明において陰極を複
数層からなる積層構造とすることが好ましい。なぜなら、仕事関数の小さい材料は、一般
的に透明性が低いからである。すなわち、有機ＥＬ層５と接触する部位に、リチウム、ナ
トリウム等のアルカリ金属、カリウム、カルシウム、マグネシウム、ストロンチウムなど
のアルカリ土類金属、またはこれらのフッ化物等からなる電子注入性の金属、その他の金
属との合金や化合物の極薄膜（１０ｍｍ以下）を用いる。これらの仕事関数の小さい材料
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を用いることにより効率のよい電子注入を可能とし、さらに極薄膜とすることによりこれ
ら材料による透明性低下を最低限とすることが可能となる。該極薄膜の上には、ＩＴＯま
たはＩＺＯなどの透明導電膜を形成する。これらの導電膜は補助電極として機能し、陰極
全体の抵抗値を減少させ有機ＥＬ層に対して充分な電流を供給することを可能にする。
【００４２】
　第２電極６を陽極として用いる場合、正孔注入効率を高めるために仕事関数の大きな材
料を用いる必要がある。また、有機ＥＬ層からの発光が第２電極を通過するために透明性
の高い材料を用いる必要がある。したがって、この場合にはＩＴＯまたはＩＺＯのような
透明導電性材料を用いることが好ましい。
【００４３】
　（７）保護膜７
第２電極６以下の各層を覆って保護膜７が設けられる。保護層７は、外部環境からの酸素
、低分子成分および水分の透過を防止し、それらによる有機ＥＬ層５の機能低下を防止す
ることに有効である。保護膜７は、有機ＥＬ層５の発光を色フィルタ層１２へと透過させ
るために、その発光波長域（４００ｎｍ～８００ｎｍの範囲）において透過率が５０％以
上であることが好ましい。また、保護膜７は、電気絶縁性を有し、水分、酸素および低分
子成分に対するバリア性を有し、好ましくは２Ｈ以上の膜硬度を有する材料で形成される
。例えば、ＳｉＯｘ、ＳｉＮｘ、ＳｉＮｘＯｙ、ＡｌＯｘ、ＴｉＯｘ、ＴａＯｘ、ＺｎＯ
ｘ等の無機酸化物、無機窒化物等の材料を使用できる。該第１保護層の形成方法としては
特に制約はなく、スパッタ法、ＣＶＤ法、真空蒸着法、ディップ法、ゾル－ゲル法等の慣
用の手法により形成できる。保護膜７は、単層であっても、複数の層が積層されたもので
あっても良い。保護膜７の厚さは、５００ｎｍ～１０μｍであることが好ましい。
【００４４】
　次にフロントパネルである色フィルタについて説明する。光散乱部材２１をシール剤２
２に含有して使用する場合、図２のように透明基板１１、色フィルタ層１２、ブラックマ
トリクス１３、導光部１４で構成される。一方、光散乱部材２１をシール剤２２に含有せ
ずに使用する場合、図３のように隔壁１７も構成する。なお、隔壁１７は光散乱部材２１
を含有して使用する。
【００４５】
　ここでいう色フィルタとは、カラーフィルタのように有機ＥＬ素子からの発光波長の内
、特定の波長を選択するもの、色変換フィルタのように有機ＥＬ素子からの発光波長を波
長変換するもの等、有機ＥＬ素子からの発光を透過して特定の色を得ることができるもの
を総称している。また、この色フィルタは、特定の種類の色フィルタからなる単層であっ
てもよいし、異なる種類の色フィルタを積層したものであってもよい。
【００４６】
　（８）透明基板１１
透明基板１１は、色フィルタ層１２によって変換された光に対して透明である事が必要で
ある。また、透明基板１１は、色フィルタ層および平坦化層の形成に用いられる条件（溶
媒、温度等）に耐えるものであり、さらに寸法安定性に優れている事が好ましい。透明基
板１１は、波長４００～８００ｎｍの光に対して５０％以上の透過率を有する事が好まし
い。透明基板１１の材料としてガラス、ジアセチルセルロース、トリアセチルセルロース
（ＴＡＣ）、プロピオニルセルロース、ブチリルセルロース、アセチルプロピオニルセル
ロース、ニトロセルロース等のセルロースエステル；ポリアミド；ポリカーボネート；ポ
リエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンテレフタレート、
ポリ－１，４－シクロヘキサンジメチレンテレフタレート、ポリエチレン－１，２－ジフ
ェノキシエタン－４，４‘－ジカルボキシレート、ポリブチレンテレフタレート等のポリ
エステル；ポリスチレン；ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン等のポリ
オレフィン；ポリメチルメタクリレート等のアクリル系樹脂；ポリカーボネート；ポリス
ルホン；ポリエーテルスルホン；ポリエーテルケトン；ポリエーテルイミド；ポリオキシ
エチレン；ノルボルネン樹脂などの高分子材料を使用することが出来る。高分子材料を用
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いる場合、透明基板１は剛直であっても可撓性であってもよい。
【００４７】
　（９）色フィルタ層１２
ここでいう色フィルタ層１２は、カラーフィルタ層及び色変換層の総称である。カラーフ
ィルタ層は、発光された光の波長を選択的に吸収または透過させることによって出射され
る光の色純度を向上させる機能を有するフィルタである。例えば３原色を用いたフルカラ
ーディスプレイ等では、青色であれば４００ｎｍ～５５０ｎｍ、緑色であれば５００ｎｍ
～６００ｎｍ、赤色であれば６００ｎｍ以上の波長を透過させて色純度を高めている。製
法としては、感光性樹脂層に染料や顔料を分散させた着色感材を材料として、これを塗布
、露光、現像と繰り返してパターンを形成させる方法が一般的であり、特に最近では耐性
面から染料よりも顔料を分散させたカラーフィルタが多くなっている。
【００４８】
　前記着色感材に用いられる代表的な顔料としては、アゾレーキ系、不溶性アゾ系、縮合
アゾ系、フタロシアニン系、キナクリドン系、ジオキサジン系、イソインドリノン系、ア
ントラキノン系、ベリノン系、チオイン系、ベリレン系、これらの混合系等がある。
【００４９】
　前記色変換層は、有機発光層から発光された近紫外領域ないし可視領域の光を蛍光色素
が吸収して異なる波長の可視光を発する機能を有する層である。これは蛍光色素と入射さ
せる光の組み合わせによって、様々な波長領域の蛍光を発することができる。また、例え
ば、青色に発光された光を吸収して赤色領域の蛍光を発することによって、波長を選択的
に透過させて赤色領域の光を出射するよりも強い光を出力することも可能であり、これら
は色変換方式の有機ＥＬ素子に応用されている。
【００５０】
　製法としては、感光性樹脂層に蛍光色素を分散させた着色感材を材料として、これを塗
布、露光、現像と繰り返してパターンを形成させる方法が一般的である。青色ないし青緑
色領域の光を吸収して、緑色領域の蛍光を発する蛍光色素としては、例えば３－（２’－
ベンゾチアゾリル）－７－ジエチルアミノ－クマリン（クマリン６）、３－（２’－ベン
ゾイミダゾリル）－７－ジエチルアミノ－クマリン（クマリン７）、３－（２’－Ｎ－メ
チルベンゾイミダゾリル）－７－ジエチルアミノ－クマリン（クマリン３０）、２，３，
５，６－１Ｈ，４Ｈ－テトラヒドロ－８－トリフルオロメチルキノリジン（９，９ａ，１
－ｇｈ）クマリン（クマリン１５３）等のクマリン系色素、あるいはクマリン色素系染料
である、ベーシックイエロー５１、さらにはソルベントイエロー１１、ソルベントイエロ
ー１１６等のナフタルイミド系色素等が挙げられる。さらに、各種染料（直接染料、酸性
染料、塩基性染料、分散染料等）も蛍光性があれば使用することができる。
【００５１】
　また、青色から青緑色領域の光を吸収して、赤色領域の蛍光を発する蛍光色素としては
、例えばローダミンＢ、ローダミン６Ｇ、ローダミン３Ｂ、ローダミン１０１、ローダミ
ン１１０、スルホローダミン、ベーシックバイオレット１１、ベーシックレッド２等のロ
ーダミン系色素、シアニン系色素、１－エチル－２－［４－（ｐ－ジメチルアミノフェニ
ル）－１，３－ブタジエニル］－ピリジニウムパークロレート（ピリジン１）等のピリジ
ン系色素、あるいはオキサジン系色素等が挙げられる。さらに、各種染料（直接染料、酸
性染料、塩基性染料、分散染料等）も蛍光性があれば使用することができる。
【００５２】
　色フィルタ層１２の色の種類は、２色以上の複数色であれば特に限定されるものではな
い。Ｒ，Ｇ，Ｂの３原色表示を採用することで、フルカラー表示を行うことができるが、
２色又は４色のマルチカラー表示であってもよい。また、複数色毎の単位領域の表示面積
，表示形状，配列等は特に限定されるものではなく、適宜設計変更可能である。
【００５３】
　（１０）ブラックマトリクス１３（ａ）
各色に対応する色フィルタ層１２の間の領域には、ブラックマトリクス１３（ａ）を形成
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する。ブラックマトリクス１３（ａ）を設けることによって、隣接するサブピクセルの色
フィルタ層への光の漏れを防止して、にじみのない所望される変換色のみを得る事が可能
となる。可視光をよく吸収し、発光部および色フィルタ層へ悪影響を与えないものであれ
ば特に限定されない。本発明では、黒色顔料または黒色染料や金属酸化物などの遮光性微
粒子を分散させた感光性樹脂を用いることができ、通常のフォトリソグラフィー法によっ
て形成する方法などが知られている。また、染色方式により樹脂を黒化する方法も可能で
ある。黒色顔料としては、カーボンブラック、黒鉛、アニリンブラックおよびシアニンブ
ラックなどの有機顔料、遮光性微粒子としては酸化チタン、酸化鉄などの金属酸化物が挙
げられる。この中でも、安価で遮光性に優れたカーボンブラックが特に好ましい。ブラッ
クマトリクスの光反射率は、４０％以下、好ましくは３０％以下、より好ましくは１０％
以下である。これ以上の反射率であると、外部からの入射光を反射し、コントラストを低
下させる原因となる。
【００５４】
（１１）ブラックマトリクス１３（ｂ）
また、各々の色フィルタ層１２の間の領域に留まらず、透明基板１１上の色フィルタ層１
２が設けられていない領域にブラックマトリクス１３（ｂ）を設ける。ブラックマトリク
ス１３（ｂ）はフロントパネル側から見た際、基板１上に形成した配線・端子部が写り込
み防止や、コントラスト向上等の役割を果たす。材料はブラックマトリクス１３（ａ）と
同様な材料を用いることができる。
【００５５】
　（１２）導光部１４
導光部１４は、ブラックマトリクス１３（ｂ）領域内に光を導入させるために形成され、
有機EL素子基板と色フィルタとを光硬化型シール剤を介して貼り合せた後、ブラックマト
リクス１３（ｂ）層の導光部から内部に光を導入することができ、光硬化型接着剤を充分
に硬化させることができる。導光部の単位領域の面積は、０．００００２５ｍｍ２～０．
０１ｍｍ２であることが好ましい。より好ましくは０．０００１ｍｍ２～０．００２５ｍ
ｍ２である。導光部の面積が指定の範囲以上大きいと配線・端子部が写り込みや、コント
ラスト低下が問題となる。導光部の形状、配列等は特に限定されるものではないが、導光
部の開口率は、ブラックマトリクス領域に対して１～２０％が好ましい。２０％以上だと
導光部面積がブラックマトリクス１３（ｂ）領域内で相対的に大きくなり、配線・端子部
が写り込み、コントラスト低下を招く。一方、１％以下であると光が導入する面積が少な
くなり、ブラックマトリクス１３（ｂ）直下の光硬化型シール剤で未硬化な箇所が存在し
てしまい、封止性能の劣化が懸念される。
【００５６】
　（１３）隔壁１７
光散乱部材２１をシール剤２２に含有せずに使用する場合に隔壁１７を形成する。なお、
隔壁１７は後で述べる光散乱部材２１を添加して使用する。光散乱部材２１の添加量とし
ては１～４０質量％が好ましい。該添加量は、１質量％以上であると光拡散性が充分であ
り、４０質量％以下にすると接着力が確保される。隔壁材料としては、絶縁性、透明性を
有する材料が使用できる。例えば、ＦＶＲ（富士薬品工業製）や、フォトニース（東レ製
）などの紫外線硬化型レジストが挙げられる。光散乱部材２１を含有させた隔壁材料は、
導光部１４領域、導光部１４を含んだブラックマトリクス１３（ｂ）領域にフォトリソグ
ラフィー法等によりパターンニング形成する。パターニング形成によって得られた隔壁の
厚みは、１～２０μmであることが望ましい。
【００５７】
　（１４）平滑化膜層 １５
平滑化膜層１５は、色フィルタ層側面の凹凸を平滑化し、色フィルタ基板の各要素を密閉
し、外部の有害なガスや水分などから、色フィルタ層、ブラックマトリクスなどを保護す
るために用いる。本発明の平滑化膜層１５に使用できる材料は、色フィルタ層表面の凹凸
が平坦となるように塗膜を形成でき、色フィルタ層の機能を低下させず、発光部へ悪影響
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を与えない材料であればよい。また、平坦化膜層１５は可視域における透過率が５０％以
上（４００ｎｍ～８００ｎｍの範囲）であることが望ましい。例えば、イミド変性シリコ
ーン樹脂、無機金属化合物（ＴｉＯ、ＡＬ２Ｏ３、ＳｉＯ２等）をアクリル樹脂、ポリイ
ミド樹脂、シリコーン樹脂等の中に分散したもの、紫外線硬化型樹脂としてのエポキシ変
性アクリレート樹脂などが挙げられる。
【００５８】
　（１５）ガスバリア層１６
なお、色フィルタは、上記構成に加え、ガスバリア層を設けてもよい。ガスバリア層は、
外部環境からの酸素、低分子成分および水分の透過を防止することができるものである。
ガスバリア層は、可視域における透明性が高く（４００～８００ｎｍの範囲で透過率５０
％以上）、電気絶縁性を有し、水分、酸素および低分子成分に対するバリア性を有し、好
ましくは鉛筆硬度２Ｈ以上の膜硬度を有する材料で形成される。例えば、ＳｉＯｘ、Ｓｉ
Ｎｘ、ＳｉＮｘＯｙ、ＡｌＯｘ、ＴｉＯｘ、ＴａＯｘ、ＺｎＯｘ等の無機酸化物、無機窒
化物等の材料を使用できる。ガスバリア層は、０．１～３μｍ程度の厚さを有することが
できる。
【００５９】
　次に有機EL素子基板と色フィルタを貼り合わせるためのシール剤２２について説明する
。
【００６０】
　（１６）シール剤２２
シール剤２２は、有機ＥＬ素子と色フィルタを接着するとともに、内部の各構成要素を外
部環境の酸素・水分などから保護する為に設けられる。シール剤２２としては、低透湿性
であることが望ましく、有機ＥＬディスプレイの作製途中で劣化原因となるガスを発生し
ない（または発生量が少ない）ことや、周囲の温度や経時的に変形・収縮・膨張などの変
化がほとんどないものが望ましい。
【００６１】
　本発明の色フィルタ基板では、光を導入させる為の導光部を複数設けたブラックマトリ
クスを形成しているため、色フィルタ外周部に形成されたブラックマトリクスの直下に光
硬化型接着剤を形成しても硬化させることが出来る。そのためシール剤２２の材料として
は光硬化型接着剤が好適に用いられる。
【００６２】
　シール剤２２としては例えば、エステルアクリレート、ウレタンアクリレート、エポキ
シアクリレート、メラミンアクリレート、アクリル樹脂アクリレート等の各種アクリレー
ト、ウレタンポリエステル等の樹脂を用いたラジカル系シール剤や、エポキシ、ビニルエ
ーテル等の樹脂を用いたシール剤、チオール・エン付加型樹脂系シール剤などの紫外線硬
化型接着剤などを用いることが出来る。硬化に用いる光源や光の波長は、光硬化型接着剤
が封止性良く硬化できるものであれば好適に用いることができる。
【００６３】
　色フィルタ基板上に光散乱部材２１を含有した隔壁１７を形成した色フィルタを使用す
る場合、シール剤２２を基板全面に形成する（図５参照）。シール剤２２を基板全面に形
成する方法としてはディスペンス方式、スクリーン印刷方式、印刷方式、ラミネート方式
などを用いる事ができ、シール剤２２の厚みは１～３０μmであることが望ましい。
【００６４】
　色フィルタ基板上に光散乱部材２１を含有した隔壁１７を形成しない色フィルタを使用
する場合、シール剤２２を外周部のみに使用する場合（図４参照）、シール剤２２に光散
乱部材２１を添加して用いる事が好適である。光散乱部材２１を含有したシール剤２２は
有機ＥＬ層が形成された領域より外側の有機ＥＬ素子基板、もしくは対向配置する色フィ
ルタ（ブラックマトリクス１３（ｂ）の領域）上にディスペンス方式、スクリーン印刷方
式などにより形成する。基板内部には充填剤を形成することが望ましい。有機ＥＬ層５の
発光の内部空間界面における反射を抑制し、該発光を色フィルタ層へと効率よく透過させ



(12) JP 2012-69256 A 2012.4.5

10

20

30

40

50

るために用いられる。
【００６５】
　充填剤は波長４００～８００ｎｍの光に対して５０％以上の可視光透過率と、１．３～
２．５の屈折率とを有する材料から形成される。また、充填剤はシール剤２２と同様に低
透湿性であることが望ましく、有機ＥＬディスプレイの作製途中で劣化原因となるガスを
発生しない（または発生量が少ない）ことや、周囲の温度や経時的に変形・収縮・膨張な
どの変化がほとんどないものが望ましい。また、充填剤はシール剤２２より粘性が低く、
１０００ｍＰａ・ｓ以下であると充填しやすくなり好ましい。材料としては、シール剤２
２と同様な紫外線硬化型接着剤あるいは熱硬化型接着剤、不活性液体、不活性なゲルなど
を使用する事ができる。
【００６６】
　充填剤は、２つの基板を貼り合せる前に、有機ＥＬ素子あるいは色フィルタ上に塗布ま
たは分散されても良いし、それらが貼り合わされた後に、シール剤２２に設けられた注入
口を通して、基板間の間隙に充填されてもよい。充填剤は外周部に形成したシール剤２２
の内部にインクジェット方式、ディスペンス方式などにより形成することができる。
【００６７】
　（１７）光散乱部材２１
隔壁１７やシール剤２２に含有させる光散乱部材には光散乱粒子、屈折率調整用に屈折率
を有するモノマー、高屈折率を有する金属酸化物超微粒子、低屈折率を有する超微粒子及
びこれらの混合物等を用いることができる。光散乱粒子には、種類の限定はなく、有機微
粒子であっても無機微粒子であってもよい。
【００６８】
　有機微粒子としては、ポリメチルメタクリレートビーズ、アクリル－スチレン共重合体
ビーズ、メラミンビーズ、ポリカーボネートビーズ、スチレンビーズ、架橋ポリスチレン
ビーズ、ポリ塩化ビニルビーズ、ベンゾグアナミン－メラミンホルムアルデヒドビーズ等
が用いられる。
【００６９】
　無機微粒子としては、ＳｉＯ２、ＺｒＯ２、ＴｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｉｎ２Ｏ３、Ｚｎ
Ｏ、ＳｎＯ２、Ｓｂ２Ｏ３、等が用いられる。高屈折率モノマーの例には、ビス（４－メ
タクリロイルチオフェニル）スルフィド、ビニルナフタレン、ビニルフェニルスルフィド
、４－メタクリロキシフェニル－４’－メトキシフェニルチオエーテル等が含まれる。高
屈折率を有する金属酸化物超微粒子の例には、ジルコニウム、チタン、アルミニウム、イ
ンジウム、亜鉛、錫、及びアンチモンから選ばれる少なくとも１つの酸化物からなる粒径
１００ｎｍ以下、好ましくは５０ｎｍ以下の微粒子を含有することが好ましい。高屈折率
を有する金属酸化物超微粒子としては、Ａｌ、Ｚｒ、Ｚｎ、Ｔｉ、Ｉｎ及びＳｎから選ば
れる少なくとも１種の金属の酸化物超微粒子が好ましく、具体例としては、ＺｒＯ２、Ｔ
ｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｉｎ２Ｏ３、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、Ｓｂ２Ｏ３、ＩＴＯ等が挙げられ
る。低屈折率を有する超微粒子の例には、粒径１００ｎｍ以下、好ましくは５０ｎｍ以下
のシリカ微粒子を含有することが好ましい。また、粒子中に空気を含有してより低屈折率
を発現する中空シリカを用いてもよい。
【実施例】
【００７０】
　以下に、本発明の具体的実施例について説明する。
【００７１】
　（実施例１）
従来から知られた手法により、ガラス基板上にＴＦＴ、平坦化絶縁層をパターン形成した
。下部電極であるＡｌ／ＩＴＯ（Ａｌ：反射電極）を真空蒸着及びスパッタリングにて１
００ｎｍ積層した。次にレジスト材料（ＤＬ１０００（東レ社製））をスピンコート法に
より塗布し、フォトリソグラフィー法により高さ１．５μｍの隔壁を設けた。次に、正孔
輸送層にポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）とポリスチレンスルホン酸との混
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合物（ＰＥＤＯＴ-ＰＳＳ）をＰＥＤＯＴ-ＰＳＳ：ＩＰＡ：水＝２：１：１でスピンコー
トし、５０ｎｍの膜を得た。次に発光層として、ＰＶＫ（ポリビニルカルバゾール）に発
光中心形成化合物であるＢｕ－ＰＢＤ（２－（４'－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－５－
（４''－ビフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール）３０ｗｔ％を含有させたうえに
、３モル％のＴＰＢ（テトラフェニルブタジエン）、０．０４モル％のクマリン６、０．
０２％の４?（ジシアノメチレン）－２－メチル－６－（ｐ－ジメチルアミノスチリル）
－４Ｈピラン（ＤＣＭ１）、０．０１５モル％のナイルレッドよりなる他の４つの発光中
心形成化合物をクロロホルムに溶解し、スピンコートし、膜厚８０ｎｍの膜を得た。この
後、真空蒸着法にてＣａを５ｎｍ、スパッタリングにて１００ｎｍのＩＺＯを積層して、
第２電極を形成した。さらに、形成した各層を覆うように、ＣＶＤ法によりＳｉＮｘとＳ
ｉＮｘＯｙの積層膜を２μｍ積んで保護膜を形成した。
【００７２】
　次に、色フィルタ基板を作製した。コーニングガラス（５０×５０×１．１ｍｍ）上に
ブラックマトリクス材料（新日鐵化学、ＮＳＢＫ）をスピンコート法により塗布し、フォ
トリソグラフィー法によりパターンニングを実施してブラックマトリクスを得た。次に、
赤色フィルタ材料（富士フィルムエレクトロニクスマテリアルズ製、カラーモザイクＣＲ
－７００１）、緑色フィルタ材料（富士フィルムエレクトロニクスマテリアルズ製、カラ
ーモザイクＣＧ－７００１）、青色フィルタ（富士フィルムエレクトロニクスマテリアル
ズ製、カラーモザイクＣＢ－７００１）を順次フォトリソグラフィー法によりパターンニ
ング形成し、色フィルタ基板を得た。その際、色フィルタ層の外周にあるブラックマトリ
クス領域（４ｍｍ）には、光を導入するための導光部を設けた。導光部の面積は０．００
１ｍｍ２であり、色フィルタ層の外周にあるブラックマトリクス領域に対して５％の開口
率でマトリクス状に設けた。
【００７３】
　次に、透明フォトレジスト（ＦＶＲ：富士薬品製）に５０ｎｍのＺｒＯ2ナノ粒子を１
０wt％含有させたもの溶液をスリットコート法で塗布し、フォトリソグラフィー法により
色フィルタ層の外周にあるブラックマトリクス領域（４ｍｍ）に高さ２μｍの隔壁を得た
。
【００７４】
　[平坦化膜層およびガスバリア膜層の形成］
上記の工程で作製された色フィルタ基板上に、紫外線硬化型樹脂（エポキシ変性アクリレ
ート）をスピンコート法により塗布し、高圧水銀灯で照射して膜厚４μｍの平坦化膜層を
形成した後、ガスバリア膜層として、ＤＣスパッタ法により、室温において、膜厚５００
ｎｍのＳｉＯｘ膜を形成した。スパッタターゲットにはＳｉを用い、スパッタガスとして
Ａｒおよび酸素の混合ガス（Ａｒ：酸素＝５：１）を使用した。
【００７５】
　[シール剤塗布工程]
上述のように形成された色フィルタ基板上に紫外線硬化型接着剤（ナガセケムテックス社
製、Ｔ－４７０／ＵＲ７５０２Ｌ）をスクリーン印刷法で１０μｍ厚のシール剤を全面に
形成した。
【００７６】
　[貼り合わせ工程]
最後に上述のように形成された有機ＥＬ素子基板と色フィルタ基板を、窒素雰囲気下（酸
素および水分ともに１０ｐｐｍ以下）のグローブボックス内に配置し、貼り合わせを行っ
た。そして、色フィルタ基板側から照度１００ｍＷ／ｃｍ２、６０秒の条件で照射し、８
０℃、１時間で熱キュアを行い、図５のようなトップエミッション型有機ＥＬディスプレ
イを得た。
【００７７】
　（実施例２）
実施例１からの変更点としては、色フィルタ基板上に光散乱部材を有する隔壁を設けず、
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又、シール剤塗布はディスペンス方式を用いてシール剤（ナガセケムテックス社製、Ｔ－
４７０／ＵＲ７１５３）をブラックマトリクス（ｂ）の外周領域に３．５ｍｍ幅で枠状に
形成し、フィルタの内部空間にはディスペンサーで熱硬化型接着剤（ＡＤＥＫＡ社製ＫＲ
Ｘ－３００－１）を滴下し、充填した。なお、使用したシール剤には光散乱部材を１０μ
m径のＳｉＯ２粒子を１ｗｔ％、５０ｎｍ径のＺｒＯ２微粒子を８ｗｔ％の割合で添加し
た。これらの変更点を除いて、実施例１の手順を繰り返して、図４のようなトップエミッ
ション型有機ＥＬディスプレイを得た。
【００７８】
　（比較例１）
ＺｒＯ２（光散乱部材）を含有した隔壁を形成しなかったことを除いて、実施例１の手順
を繰り返して、トップエミッション型有機ＥＬディスプレイを得た。
【００７９】
　（比較例２）
ＺｒＯ２（光散乱部材）を含有した隔壁及び導光部を形成しなかったことを除いて、実施
例１の手順を繰り返して、図６のようなトップエミッション型有機ＥＬディスプレイを得
た。
【００８０】
　（評価）
実施例１，２及び比較例１，２で得られた有機ＥＬディスプレイを、６０℃９０％ＲＨの
恒温恒湿槽に放置し、発光表面を光学顕微鏡で観察した。１５００時間後のダークスポッ
ト（非発光部）が存在する画素の割合を表１に示す。
【００８１】
【表１】

表１：ダークスポットが存在する割合
【００８２】
　（比較結果）
以下に、実施例と比較例との比較的結果について説明する。表１から分かるように、実施
例１，２の有機ＥＬディスプレイでは、比較例１，２の有機ＥＬディスプレイと比較して
著しくダークスポットの割合が低く、素子劣化が生じていなく、封止性能が良好な結果を
示した。
【符号の説明】
【００８３】
　１・・・・・・基板
　２・・・・・・ＴＦＴ
　３・・・・・・平坦化膜
　４・・・・・・第一電極
　５・・・・・・有機ＥＬ層
　６・・・・・・第二電極
　７・・・・・・保護膜
　１１・・・・・透明基板
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　１２・・・・・色フィルタ層
　１３・・・・・ブラックマトリクス
　１３（ａ）・・ 色フィルタ層の間にあるブラックマトリクス
　１３（ｂ）・・ 色フィルタ層の外周にあるブラックマトリクス
　１４・・・・・導光部
　１５・・・・・平坦化膜層
　１６・・・・・ガスバリア層
　１７・・・・・隔壁
　２１・・・・・光散乱部材
　２２・・・・・シール剤

【図１】

【図２】
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【図４】

【図５】
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